Microscopia Optica, Raman e QCM

Modos de Deposigao:

e Arranjo 0: HMDS por fora com Ar como gas de arraste;

e Arranjo 1: HMDS por dentro do plasma e sem 02;

e Arranjo 2: HMDS por fora e 02 também,;

e Arranjo 3: HMDS por dentro do plasma e O2 por fora.

Tabela A.3.7 — 1° Testes de modo de deposic¢io/resultados
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SUBS- MODO . . . .
TRATO NOME DEPOS. Microscopia optica Microscopia Raman
S6 silicio detectado
Lamina | Deposicdo o
\ posi¢ A.2 3
Si 1 £ 30000
nimero de onda (em ‘Jym =
Lamina | Deposicao L s
i P 5 ¢ A2 S6 silicio detectado
Lamina | Deposicdo Baixa concentracdo de L
) posie A2 ¢ S6 silicio detectado
Si 3 clusters
Lami Denosics Sé silicio detectado,
amina eposicao ..
i p4 & A.2 provavelmente CH, no limite
de deteccao
CH; no limite de detecgao
Lamina | Deposi¢do _
Si 5 A.2 : 4
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Tabela A.3.8 — 2° Testes de modo de deposic¢ao/resultados
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SUBS- | NOME | MODO
TRATO DEPOS. Microscopia dptica Microscopia Raman
Lamina Al Carbono amorfo detectado
Si 1
T sy
Lamina 2 Al Carbono amorfo detectado
Si
n:::ro de onda (cm™) -
Lamina 3 Al Carbono amorfo detectado
Si
2000)( Axis Title o
Lamina 4 Al S silicio detectado
Si
Lamina 5 A1l Baixa concentragao de Sé silicio detectado
Si clusters
Lamina 6 A.2 Baixa concentragao de Sé silicio detectado
Si

clusters




